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Objective image plane

Objective plane of 
the intermediate lens





Bright-Field Image

TEM 관찰시 주로 많이 이용하는 방법으로서 대개 이미지가 밝기 때문에 명시야상으로 불리움

전자빔이 시편에 충돌하면 시편과의 상호간섭에 의해 광축으로 부터 벗어남

산란된 전자들은 조리개에 의해 차단되고, 광축에 가까운 투과된 전자빔만으로 image형성
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Diffraction pattern
회절패턴은 시편에 입사된 전자빔이 시편의 결정면에 의하여 회절된 3차원적 역격
자 배열이 전자현미경의 back-focal plane높이의 평면에 의하여 잘린 면에 해당

screen상에 보이는 grain이 어떠한 물질의 결정이고 격자상수가 얼마인지, 그리

고 grain의 결정학적 방향(Miller 지수)이 어떠한지를 알기 위해서는 적어도 3

개 이상의 zone-axis에서 회절패턴을 얻은 다음 회절 spot들 사이의 거리와 각

도를 측정하여 물질의 종류와 격자상수를 분석한다


